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RESUMO

Os sistemas adesivos exercem papel fundamental na realiza¢do de procedimentos adesivos na
Odontologia atual. Alteragdes significantes em suas formulagdes vém ocorrendo com o
objetivo de tornar a sua técnica de aplicagdo mais simples. Essas alteragdes os tornaram mais
acidos e hidrofilicos. Em razao disso, questiona-se haver incompatibilidades entre os cimentos
resinosos de polimerizagdo quimica ou dual e a maioria desses adesivos simplificados, dentre
os quais estao alguns adesivos convencionais de 2 passos e todos os sistemas adesivos
autocondicionantes de passo unico. Essas incompatibilidades ocorrem por dois motivos. O
primeiro ¢ a incompatibilidade quimica entre os mondmeros acidos do adesivo simplificado e
a amina terciaria do cimento resinoso. O segundo motivo ¢ o fato desses adesivos
simplificados se comportarem como membranas permeaveis apds a polimerizagao quando
aplicados em dentina hidratada. Portanto, o objetivo desse trabalho foi verificar através de
uma revisao bibliografica se existem incompatibilidades entre adesivos e cimentos resinosos
utilizados na cimentagcao de restauragdes indiretas. Concluiu-se que alguns dos sistemas
adesivos convencionais de 2 passos e todos os autocondicionantes de passo Unico sdo
incompativeis com os cimentos resinosos de ativagdo quimica, dual e foto, este Giltimo quando
a polimerizagao for retardada.

Palavras-chave: Adesivos dentinarios. Cimentacao. Cimentos de resina.



ABSTRACT

The adhesives systems exercise fundamental paper for execution of adhesive procedures in
the current Dentistry. Significant alterations in their formulations are happening to simplify
the technique for simpler application. This alterations turned it more acidic and hydrophilic.
For this reason, it is questioned to there be incompatibilities between chemical or dual resin
cements with most of those simplified adhesives, such as some 2-steps total-etch adhesives
and all of the 1-step self-etch adhesives. Those incompatibilities happen for two reasons. The
first is the chemical incompatibility between simplified adhesive acid monomers and resin
cement tertiary amines. The second reason is the fact of those simplified adhesives behave as
permeable membranes after the polymerization when applied in hydrated dentin. Therefore,
the aim of this work was to verify through a literature review the incompatibilities between
adhesives and resin cements used in the luting of indirect restorations. Therefore, some of the
2-steps total-etch adhesives and all of the 1-step self-etch adhesives are incompatible with the
resin cements of activation chemical, dual and light cured, this last one when the
polymerization is delayed.

Key-word: Dentin-bonding agents. Cementation. Resin cements.
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1 INTRODUCAO

Um dos principais marcos da evolugdo odontoldgica foi o surgimento da Odontologia
Adesiva. Iniciou-se com a técnica do condicionamento acido do esmalte desenvolvida por
Buonocore em 1955 e foi um procedimento de tanto sucesso que logo se tentou o
condicionamento acido da dentina. No entanto, a unido a dentina ¢ mais complexa, devido as
suas caracteristicas morfologicas e a presenca de alta quantidade de contetido organico e agua,
0 que a torna um substrato umido e complexo para uma boa adesao.

Os sistemas adesivos também evoluiram, passando por varias e significantes
modificagdes, tornando-os cada vez mais simples quanto a técnica de aplicacdo e mais
compativeis com as caracteristicas dos substratos dentais. Para a simplificagdo desses
adesivos, ocorreram alteragdes em sua composi¢do, com a presenga de monomeros acidos,
diluentes e agua. Com essa formulacao, tornaram-se mais hidrofilicos e mais susceptiveis a
absor¢do de agua e conseqiiente degradagdo ao longo do tempo (GARRONE FILHO, W.,
2001; GARCIA, F.C.P. et al, 2003; NASCIMENTO, A.B.L. et al, 2004). Porém, nem todos
0s materiais resinosos como sistemas adesivos, resinas € cimentos resinosos sao compativeis
entre si em qualquer situagdo.

Os cimentos resinosos ou resinas de polimerizacdo quimica ndo sado compativeis com
a maioria dos sistemas adesivos simplificados, dentre os quais estdo alguns adesivos
convencionais (total-etch) de 2 passos e todos os sistemas adesivos autocondicionantes (self-
etch) de passo unico (SANARES, A.M.E. et al, 2001; CHEONG, C. et al, 2003; PFEIFER, C.
et al, 2003; SUH, B.I. et al, 2003; TAY, F.R. et al 2003 a,b; CARVALHO, R.M. et al, 2005
a,b). Nesses sistemas simplificados, o primer e o bond estdo no mesmo frasco ou sao
misturados e aplicados de uma sé vez, resultando numa solucdo adesiva acida e hidrofilica,
responsavel pelas incompatibilidades.

A primeira incompatibilidade ocorre quando os mondémeros 4cidos ndo polimerizados
do adesivo, devido a inibi¢ao pelo oxigénio, interagem quimicamente de maneira adversa com
a amina terciaria do cimento resinoso (ou resina) quimicamente ativado. Essa reagdo quimica
consome as aminas tercidrias ¢ as impedem de atuarem como catalisadoras da reacao de
polimerizacao do cimento (SANARES, A.M.E. et al, 2001; TAY, F.R. et al, 2002; CHEONG,
C. et al, 2003). O resultado ¢ a redugao significante da resisténcia de unido. A falha dessa
unido ocorre na interface entre o cimento resinoso e o adesivo, podendo levar & falha do
procedimento clinico como um todo. A segunda incompatibilidade ocorre porque esses

adesivos simplificados acidos, principalmente os autocondicionantes de passo unico, se
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comportam como membranas permeaveis apos a polimerizagdo quando aplicados em dentina
hidratada (GREGOIRE, G. et al, 2003; TAY, F.R., PASHLEY, D.M., PETERS, M.C., 2003;
TAY, F.R. et al 2003a; CARVALHO, R.M. et al, 2004; CHERSONI, S. et al, 2004). Por esse
motivo, o selamento da dentina almejado apds a aplicacdo dos adesivos ndo ocorre
efetivamente (GARCIA, F.C.P. et al, 2003).

Os cimentos resinosos duais e os cimentos fotopolimerizaveis com polimerizacao
retardada (ap6s 10 minutos) também podem sofrer os efeitos da acidez e da permeabilidade
dos adesivos simplificados acidos (TAY, F.R. et al, 2001).

Essas incompatibilidades tém implicagdes clinicas de maior relevancia na Odontologia
atual, principalmente devido ao amplo uso de procedimentos estéticos indiretos como coroas
totais, parciais e facetas cimentados com cimentos resinosos. Existem varios questionamentos
a respeito da compatibilidade entre determinados sistemas adesivos e cimentos resinosos.
Dessa forma, deseja-se melhorar a eficiéncia das cimentagdes adesivas com o conhecimento e
o uso de materiais compativeis entre si.

Portanto, os objetivos desta revisdo bibliografica sdo verificar se os sistemas adesivos
sd0 compativeis com os cimentos resinosos de polimerizagdo quimica e dual, se o0 uso de um
catalisador quimico melhora a incompatibilidade entre adesivos e cimentos e quais 0s
sistemas adesivos recomendados na cimentacdo adesiva de restauragdes indiretas quando o

cimento resinoso for utilizado.
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2 REVISAO DA LITERATURA

2.1 SISTEMAS ADESIVOS

Os adesivos odontoldgicos sdo materiais considerados indispensaveis em qualquer
procedimento na Odontologia Adesiva. Eles vém passando por modificacdes em sua
formulacao para se tornar mais simples quanto a técnica de aplicacao e mais compativeis com
as caracteristicas dos substratos dentais.

No inicio a adesdo era feita apenas em esmalte, com condicionamento acido e
aplica¢do do adesivo hidrofobico. A unido ao esmalte foi um procedimento de tanto sucesso
que logo se tentou o condicionamento acido na dentina. Neste caso, nao se obteve o sucesso
esperado, pois 0 acido removeu a smear layer e aumentou o didmetro dos tiibulos dentinarios,
trazendo a superficie da dentina uma quantidade de umidadeincompativel com as
caracteristicas hidrofébicas dos adesivos utilizados.

A idéia foi dividir o adesivo em dois componentes, o primeiro chamado primer, mais
fluido e hidrofilico, que teria a fungdao de penetrar nas irregularidades iimidas da dentina
desmineralizada. O segundo chamado de bond, uma resina fluida hidrofébica, que recobriria o
primeiro € o uniria com a resina composta. Os primers sao mondmeros, dissolvidos em um
solvente, do tipo acetona, alcool ou agua. As moléculas dos primers apresentam duas
terminacdes, uma hidrofilica, com afinidade pela agua e compativel com a dentina imida, e a
outra hidrofébica que se liga ao bond. Os bonds sao mondmeros hidréfobos, podendo ter em
menor quantidade, mondmeros hidrofilicos, e sdo compativeis com a resina composta. Assim,
o processo de adesdo passou a ser realizado em trés etapas, o condicionamento acido, a
aplicacdo do primer e finalmente o bond.

A tendéncia dos fabricantes ¢ sempre simplificar, e no caso dos adesivos, isto foi feito
diminuindo etapas. A primeira simplificacdo consistiu em unir-se em um frasco Unico o
primer € o bond, ficando conhecidos como adesivos de frasco unico, ou seja, “one-bottle”.
Como a técnica ¢ sensivel, surgiram dois problemas: o primeiro ¢ a secagem excessiva da
dentina que removera a agua que separam as fibras colagenas expostas pelo condicionamento
acido e as tornardo tdo proximas que a penetragdo do adesivo estard prejudicada (GARRONE
FILHO, W., 2001). Neste caso, havera a forma¢ao de uma camada hibrida inadequada para o
processo adesivo e a adesdo sera prejudicada (NASCIMENTO, A.B.L. et al, 2004). O
segundo problema ¢ que, mesmo se a umidade for mantida, o adesivo pode ndo penetrar até a

dentina desmineralizada, ficando fibras coldgenas desprotegidas e sujeitas ao processo de
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hidrolise (GARRONE FILHO, W., 2001). Isso leva a falha na unido dentina-resina,
resultando em diminuicdo da for¢a de adesdo e aumento da possibilidade de infiltragao
marginal (NASCIMENTO, A.B.L. et al, 2004), além da possibilidade de um quadro de
sensibilidade pos-operatoria (GARRONE FILHO, W., 2001). Assim, para evitar esses
problemas, criou-se um primer que fosse capaz de promover o condicionamento acido
(primer autocondicionante), sem necessidade de enxagiie, com uma técnica menos sensivel.
Sao os chamados adesivos autocondicionantes e consistem de dois passos, pois o bond ¢
aplicado apds o primer. Seguindo a tendéncia de simplificagdo, surgiram os adesivos de uma
unica etapa, onde o primer autocondicionante e o bond sdao aplicados de uma sé vez
(GARRONE FILHO, W., 2002).

Dessa forma, os sistemas adesivos contemporaneos sao divididos em dois grupos:
convencionais (fotal-etch) e autocondicionantes (self-etch) e uma maneira de classifica-los ¢
de acordo com onumero de etapas clinicas envolvidas no condicionamento acido, na
aplicacdo do primer e do bond (CHRISTENSEN, G.J., 2001; GARCIA, F.C.P. et al, 2003;
GOES, M. F., CONCEICAO, E.N., 2005; GUTHER, N.S. et al, 2006).

Os sistemas adesivos convencionais proporcionam a completa remogao da smear layer
e sdo divididos em trés e duas etapas. Nesses sistemas, a desmineralizagdo das estruturas
dentais ¢ feita com acido fosforico, seguida da lavagem e manutengdo da dentina imida. Apds
¢ aplicado o primer e o bond separadamente (trés passos) ou combinados em frasco Unico,
chamados “one-bottle” (dois passos).

Os sistemas adesivos autocondicionantes promovem a dissolucdo da smear layer,
desmineralizando a dentina com difusdo simultanea dos mondmeros em toda a extensdo
desmineralizada, dispensando, assim, o condicionamento acido prévio e a lavagem. Dessa
maneira, consegue-se uma diminui¢do da discrepancia da zona desmineralizada e zona
infiltrada pelo adesivo. Eles podem ser de duas etapas quando o primer 4cido ¢ seguido da
aplicag¢do do hond ou de uma etapa apenas, os chamados “all-in-one”, quando o primer acido

e 0 bond sdo aplicados em uma unica solugao.
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Técnica Convencional (total-etch)

= 3 ETAPAS: | 1. Acido Fosforico | +| 2. Primer | +| 3. Bond |

Ex: Scotch Bond Multipurpose (3M-ESPE) / All Bond 2 (Bisco) / Optibond (Kerr)

= 2 ETAPAS: | 1. Acido Fosférico | +| 2. Primer + Bond |

Ex: Single Bond (3M-ESPE) / Prime & Bond NT (Dentsply)
One Step (Bisco) / Excite (Vivadent) / OptiBond Solo Plus (Kerr)

Técnica Autocondicionante (self-etch)

= 2 ETAPAS: | 1. Primer 4cido | + | 2. Bond |

Ex: Clearfil SE Bond (Kuraray Co.) / Tyrian (Bisco) / One Step Plus (Bisco)
AdheSE (Ivoclar Vivadent) / Imperva Fluoro Bond (Shofu) /
OptiBond Solo Plus SE (Kerr)

= | ETAPA: | 1. Primer cido + Bond |

Ex: Adper Prompt L-Pop (3M-ESPE) / One-up Bond F (J. Monta)
Xeno III (Dentsply) / Etch & Prime 3.0 (Degussa)
AQ Bond (Sun Medical) / Brush & Bond (Parkell)

Van Meerbeek, B. et al (2003) dividiram os sistemas adesivos autocondicionantes em
“fortes” e “fracos”, dependendo da agressividade do condicionamento &cido. Os
autocondicionantes “fortes” apresentam pH igual ou inferior a 1 (Quadro 1). Essa forte acidez
produz uma maior desmineralizacdo da estrutura dentaria. No esmalte, o padrdo de
condicionamento assemelha-se aquele produzido pelo acido fosforico (PASHLEY,D.H.,
TAY, F. R, 2001). Na dentina as fibras colagenas sdo expostas e quase toda a hidroxiapatita é
dissolvida, atuando de maneira semelhante aqueles que empregam a técnica do
condicionamento 4cido total. Os adesivos autocondicionantes considerados ‘““fracos”
apresentam pH em torno de 2. Nesses adesivos, a desmineralizacdo parcial da dentina permite
que particulas de hidroxiapatita permanecam em contato com as fibrilas colagenas,

promovendo uma porosidade na superficie e permitindo a obtencdo de retencao
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micromecanica através da hibridizagdo (VAN MEERBEEK, B. et al, 2003). A principal
deficiéncia desses adesivos € seu baixo potencial adesivo no esmalte (NASCIMENTO, A.B.L.
et al, 2004). No entanto, existem sistemas adesivos autocondicionantes que ndo podem ser
classificados como “fortes” ou “fracos”. A melhor denominagdo parece ser “fortes
intermediarios” (VAN MEERBEEK, B. et al, 2003). Esses adesivos apresentam pH em torno
de 1,5. Produzem uma camada hibrida com duas camadas, a mais superficial formada por uma
dentina totalmente desmineralizada, ¢ a segunda, mais profunda, por uma dentina

parcialmente desmineralizada.

ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES DE 2 PASSOS

Adesivo pH do primer
NRC (Dentsply) 1,0
AdheSE primer (Vivadent) 1,4
Optibond Solo Plus SE primer (Kerr) 1,5
Clearfil SE Bond primer (Kuraray) 1,9
Clearfil Protect Bond primer (Kuraray) 2,0
Unifil Bond primer (GC) 2,2
Panavia ED primer mixed (kuraray) 2,6

ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES DE 1 PASSO

Adesivo pH do primer
Adper Prompt L-Pop (3M ESPE) 0,4
Xeno III (Dentsply) 1,4
i-Bond (kulzer) 1,6

Quadro 1: Sistemas adesivos, classificacdo e acidez (pH) dos primers de diversas solugdes. Adaptado
de Van Meerbeek et al. (2003).

Os sistemas adesivos autocondicionantes apresentam vantagens em relacdo aos
sistemas adesivos convencionais como redu¢do do tempo clinico de aplicagdo, redugdo da
sensibilidade da técnica, diminui¢ao do risco de cometer erros durante a aplicacdo e
manipula¢do do material, a infiltragdo do mondmero ocorre simultaneamente ao processo de
autocondicionamento, diminuindo ou evitando o risco de discrepancia da penetragao do
mondmero na dentina desmineralizada e redu¢do da sensibilidade pds-operatoria, devido a
diminui¢do de erros durante a secagem da agua apods lavagem com acido (CHRISTENSEN,

G.J., 2001; NASCIMENTO, A.B.L. et al, 2004; BLANK, J.T., 2005). Como desvantagem,
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pouco se sabe sobre o que ocorre a longo prazo com a incorporacdo dos cristais de
hidroxiapatita dissolvidos e do remanescente da smear layer no interior da camada hibrida,
bem como quanto solvente fica incorporado na interface dente-resina, especialmente nos
sistemas de frasco unico (“all-in-one”), devido a grande quantidade de solvente na solugao.
Esse solvente poderia interferir negativamente na integridade da adesdo, provendo canais para
a nanoinfiltragdo ou afetando a polimerizagdo do monomero (NASCIMENTO, A.B.L. et al,
2004). Com isso, a interface resultante torna-se mais hidrofilica € com maior potencial para a
degradacdo hidrolitica (TAY, F.R. et al, 2002; CARVALHO, R.M. et al, 2004).

Existe um conceito geral de que os adesivos dentinarios sejam uma membrana
impermeavel, com capacidade de selar a superficie da dentina exposta. Isso pode ser valido
para o sistema de trés passos, nos quais o terceiro componente ¢ uma resina hidrofobica de
baixa viscosidade, que ndo apresenta solvente ou agua na sua composi¢do. Entretanto, os
adesivos simplificados, devido as modificacdes necessarias em suas formulagdes, ndo se
constituem em camadas impermedveis apos a polimerizacdo. Esses adesivos funcionam como
uma membrana permeavel a agua, permitindo que esta atravesse a estrutura do adesivo
polimerizado, determinando alteragdes moleculares que podem comprometer sua anunciada
capacidade de selamento da superficie dental, principalmente a longo prazo (GARCIA, F.C.P.
et al, 2003).

Van Meerbeek, B. et al (2003) afirmaram que a tendéncia a simplificagdo dos
procedimentos de aplicagdo clinica ndo garante melhor efetividade. Os adesivos com
condicionamento acido de 3 passos ainda agem melhor nos testes laboratoriais e pesquisas
clinicas, mas os autocondicionantes fracos podem ser promissores em termos de durabilidade
de unido, com a utilizacdo de uma técnica simples e de baixa sensibilidade. Porém, ha
escassez de estudos clinicos longitudinais e poucos estudos laboratoriais que avaliem a
efetividade da uniao desses recentes sistemas adesivos ao substrato dental.

O esmalte, devido a sua estrutura homogénea altamente mineralizada, favorece a
adesdo pelo condicionamento acido total, sendo a adesdao ao esmalte maior que o da dentina,
pois sua estrutura o torna mais previsivel em relagdo a adesdo pretendida, além de sua técnica
ser menos critica. O condicionamento &cido no esmalte limpa sua superficie, cria
microporosidades pela desmineralizagdo dos cristais de hidroxiapatita e aumenta a energia
livre de superficie, facilitando o molhamento do esmalte pelo adesivo, que escoa nos
microporos, formando os prolongamentos adesivos (tags), estabelecendo, assim, uma uniao

micromecanica apos a polimerizagdo (NUNES, M. F.,CONCEICAO, EN., 2007). Os
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adesivos autocondicionantes apresentam adesdo ao esmalte inferior quando comparados aos
que usam condicionamento prévio com acido fosforico (GARRONE FILHO, W., 2002).

A dentina ¢ um tecido heterogéneo, um substrato mais complexo do que o esmalte
dental, pois apresenta menor conteido inorganico e maior quantidade de matéria orgénica e
agua, além de se relacionar intimamente com a polpa dentaria. A dentina caracteriza-se por
numerosos tubulos que a atravessam em toda sua espessura, caracteristica esta que lhe confere
permeabilidade e elasticidade. Esses tibulos contém prolongamentos odontoblasticos em seu
interior, que se comunicam com a polpa dental, além de fluido dentinario. As paredes dos
tubulos dentindrios sdo constituidas pela dentina peritubular hipermineralizada, e, entre esses,
a presenca de dentina intertubular, que ¢ menos mineralizada e rica em fibras colagenas
(NASCIMENTO, A.B.L. et al, 2004; GARRONE FILHO, W., 2002). Sua composi¢do torna
mais dificil a técnica adesiva, por ser a dentina um tecido imido, sendo um desafio para o
clinico a obtencdo de resultados satisfatorios. O condicionamento acido remove a camada de
smear layer que foi produzida durante o preparo cavitario, desmineraliza a dentina
intertubular, expondo as fibras colagenas, e desmineraliza a dentina peritubular, ampliando a
abertura dos tubulos dentinarios. Apds o condicionamento acido, a estrutura que antes era
pouco permedvel, transforma-se numa estrutura com maior afinidade a penetracdo de um
mondmero. O primer tem um papel importante nesse instante. Seu grupo hidrofilico, com
afinidade pela dentina, associado a 4gua ou solvente organico (&lcool ou acetona), penetra nas
fibras colagenas expostas e um grupo hidrofobico, com afinidade pelo monomero, se ligara ao
bond que, ap6s a polimerizagado, transforma os mondmeros em polimeros, formando a camada
hibrida. Também contribui para a retengdo a penetragdo dos mondmeros nos tubulos
dentinarios formando os tags de resina (MESQUITA, 1., 2002).

Os sistemas adesivos autocondicionantes sdo muito efetivos em penetrar na dentina,
formando uma camada hibrida livre de defeitos ou de dentina desmineralizada e nao
impregnada. A camada hibrida obtida tem uma espessura menor, mas que ¢ suficiente frente
ao grande imbricamento entre o adesivo e as fibras coldgenas. Os valores de resisténcia
adesiva comparando os adesivos autocondicionantes € os que usam condicionamento acido
prévio sao semelhantes, pois a resisténcia a tracao das fibras ndo depende da espessura da
camada hibrida (GARRONE FILHO, W., 2002). Porém, se na dentina sada a
desmineralizagdo e o preenchimento obtido com os adesivos autocondicionantes sao
satisfatorios e capazes de gerar resisténcia adesiva adequada, isso pode ndo ocorrer da mesma

forma em situagdes de desafio a desmineralizagao, como sobre o esmalte dental e sobre a

dentina esclerética (NUNES, M. F., CONCEICAO, E.N., 2007).
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A umidade da dentina ¢ um fator importante para a adesdo. Apos o condicionamento
acido, as fibras coldgenas expostas estdo suspensas na agua. Se essa agua for eliminada por
secagem, as fibras coldgenas se aproximam até que ndo exista espago entre elas, ocorrendo o
colapso da trama de colageno e fechamento dos micro-canais abertos pela dissolu¢do dos
cristais de apatita (GARRONE FILHO, W., 2002). Esse colapso das fibras coldgenas se torna
uma barreira de penetragdo, o que diminui a profundidade de penetragdo do sistema adesivo
levando a uma diferenca entre a profundidade de desmineralizagdo e penetragdo do sistema,
podendo acarretar uma falha adesiva devido ao desmoronamento do colageno
desmineralizado, que nao sera hibridizado (RIBEIRO, M., MONNERAT, A.F., 2001). A
reidratacdo da dentina ressecada, com uma bolinha de algodao umedecida em agua, pode
recuperar, em parte, sua conformagao original (RIBEIRO, M., MONNERAT, A.F., 2001).
Com o intuito de evitar o colapso das fibras coldgenas quando do seu ressecamento, propds-se
a técnica de adesdao umida que consiste na aplicagdo de um primer ou primer-bond a dentina
umida, onde os espagos entre as fibras mantém-se abertos pela presenga de agua. O aspecto da
dentina imida ¢ caracterizado pela presenca de uma superficie uniformemente brilhante, sem
acumulo de agua. A agua presente neste tecido desmineralizado podera ser removida
fisicamente pela presenga de solventes organicos no primer, como o alcool e a acetona
(NASCIMENTO, A.B.L. et al, 2004). Se a dentina estiver excessivamente umida, corre-se o
risco de ndo substituir toda a 4gua pelo adesivo, pois incapacita o solvente do primer de
volatilizar toda a 4gua, o que pode causar bolhas que impedem a adequada penetracao e
polimerizacao do sistema adesivo (RIBEIRO, M., MONNERAT, A.F., 2001; GARRONE
FILHO, W., 2002). Ambas as situagdes comprometem a adesao.

O solvente ¢ um componente importante no adesivo. O solvente do primer ou
primer/bond, nos sistemas de condicionamento acido prévio, tem a funcao de dissolver os
monomeros hidrofilicos do primer, facilitando a sua penetragdo na dentina umida
desmineralizada. Apds a saturagdo da superficie pelos monomeros, o solvente e a agua que
manteram as fibras colagenas expandidas, devem ser evaporados. Por isso a importancia do
jato de ar ap6s a aplicacdo do primer. Esses solventes também tém que ser hidrofilicos e os
mais usados sdao a acetona, o alcool e a d4gua (Quadro 2). Cada um dos solventes tem um
comportamento diferente em cada uma das fases de aplicagdo de um adesivo. A primeira fase
esta relacionada a uma possivel evaporacao do solvente antes da sua aplicagdo no dente, o que
pode ocorrer no proprio frasco cada fez que ¢ aberto ou, ainda, quando ¢ colocado no casulo
com muita antecedéncia. Isso pode ocorrer nos adesivos com acetona, devido a grande

volatilidade de seus componentes, e de uma forma menos critica para os que contém alcool



19

como solvente. Os adesivos a base de alcool sdo menos sensiveis na auséncia de umidade e os
adesivos a base de acetona se comportam melhor na presenca de umidade. Ja os adesivos a
base de 4gua, promovem uma reidratacdo da dentina, mas sua evaporagdo ¢ mais dificil. Nos
adesivos autocondicionantes, a 4gua melhora a capacidade autocondicionante dos mondmeros
acidos (GARONE FILHO, W., 2002). Se a dgua nao for eliminada durante o procedimento
clinico de aplicacdo dos sistemas adesivos, existe a possibilidade de haver na camada hibrida
agua e solvente residual. Isso tende a influenciar negativamente a durabilidade da unido
resina-dente, produzindo porosidades na interface e comprometendo a polimerizagdo

adequada dos monomeros resinosos (NASCIMENTO, A.B.L. et al, 2004).

Sistema adesivo Solvente
Scotch Bond Multi Uso Alcool

All Bond 2 Acetona / agua
Single Bond Alcool / 4gua
Optibond Solo Plus Alcool
Excite Alcool

Prime & Bond NT Acetona
Clearfil SE Bond Agua
AdheSE Agua

One Step Alcool / dgua
Xeno III Alcool
Prompt L-Pop Agua

Quadro 2: Sistemas adesivos e tipo de solvente empregado.

No estudo de Gregoire, G. et al (2003) foi observado que os sistemas adesivos
contendo como solvente alcool ou acetona misturado com agua obtiveram a maior reducao da
permeabilidade dentinaria, enquanto que os adesivos contendo como solvente apenas a agua,
tiveram a menor redu¢do da permeabilidade. Quanto a resisténcia adesiva, os adesivos
contendo como solvente a acetona, obtiveram maior resisténcia de unido, seguida do alcool e
a pior resisténcia foi com solvente a base de dgua. Porém, a vantagem do alcool em relagdo a
acetona ¢ que ele ndo ¢ tao volatil. Se o solvente evaporar rapidamente, antes de ser aplicado
no dente, a resisténcia adesiva sera reduzida. Portanto, concluiram que os solventes a base de

acetona ou alcool misturados com agua sdo uma boa opg¢ao para os adesivos dentinarios, visto
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que a agua melhora as propriedades de volatilidade, hidrata as fibras coldgenas se estas forem
secadas excessivamente e aumenta a vida ttil do adesivo. Porém, somente a 4gua ndo ¢ um
bom solvente para o adesivo dental, em razao de ser dificil sua evaporagdo e pelo fato do
BisGMA nio ser soluvel em agua.

Os sistemas adesivos simplificados vém sendo cada vez mais difundidos no mercado,
porém a comparacdo da qualidade adesiva desses sistemas simplificadoscom os
convencionais de trés passos € controversa. Devido ao intrincado mecanismo de unido a
dentina, os adesivos convencionais foram desenvolvidos para que cada solucao
desempenhasse uma funcao especifica: o acido cria as porosidades na dentina, o primer
infiltra-se nelas, formando a camada hibrida, e o adesivo (bond) funciona como elemento de
ligacdo entre a camada hibrida e a resina restauradora. Quando as solugdes sdo combinadas
para simplificar os passos operatdrios, misturam-se também as fung¢des de cada um, podendo,
assim, comprometé-las. Além disso, simplificando as etapas dos sistemas adesivos, houve a
necessidade de mudangas significantes em suas formulacdes e essas alteracdes os tornaram
mais acidos e mais hidrofilicos, susceptiveis a absor¢do de agua e degradacdo ao longo do
tempo (GARCIA, F.C.P. et al, 2003; CARRACHO, H.G., 2005). Em razao disso, questiona-
se haver incompatibilidades entre esses adesivos simplificados, onde o primer e o bond estao

no mesmo frasco, com as resinas ou cimentos resinosos de polimeriza¢ao quimica ou dual.

2.2 CIMENTOS RESINOSOS

Os cimentos resinosos sdo compostos por uma matriz de resina Bis-GMA (bisfenolA-
metacrilato de glicidila) ou UDMA (uretano dimetacrilato) em combinagdo com mondmeros
de baixa viscosidade, como o TEGDMA (trietilenoglicol dimetacrilato), e por cargas de
particulas inorganicas tratadas com silano. As particulas inorganicas apresentam-se com
diferentes tamanhos e formas (angulares, esféricas ou arredondadas), com contetido em peso
variando entre 36 a 77% e didmetro médio variando entre 10 a 15 pm (PRAKKI, A.,
CARVALHO, R.M., 2001; GOMES, O.M.M., CALIXTO, A.L., 2004; GARBIN, C. A.;
MEZZOMO, E.; SILVA, S. B. A., 20006).

De acordo com a reacdo de polimerizagdo, os cimentos resinosos podem ser
classificados em fotopolimerizadveis (polimerizagdo por agdo de Iluz visivel),
autopolimerizaveis (polimerizacdo por reacdo quimica) ou duais (polimerizacdo por reagao

quimica e pela luz visivel). A sele¢do de qual cimento utilizar ¢ baseada na finalidade de seu
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uso. Os cimentos resinosos fotopolimerizaveis tém a vantagem clinica de prolongar o tempo
de trabalho e o processo de assentamento da restauracdo indireta, porém estdo indicados em
situagdes em que a espessura € o material da restauragdo ndo afetam a capacidade da luz
polimerizar o cimento, ou seja, espessura de no maximo 2 mm. Os cimentos resinosos
autopolimerizaveis estdo indicados nos casos em que a transmissao da luz nao ¢ efetiva, como
na cimentagao de coroas metélicas ou pinos intra-radiculares. Os cimentos resinosos duais sao
indicados quando as restauragdes indiretas apresentam uma opacidade e espessura superior a
3mm e que podem vir a interferir na quantidade de energia luminosa que deve ser transmitida
ao cimento. Nesses casos, a luz que alcanca o cimento deve ser suficiente para iniciar o
processo de polimerizagdo, sendo necessaria a reagdo quimica autopolimerizavel para dar
continuidade e complementagdo da polimerizagao (MAIA, L.G., VIEIRA, L.C.C., 2003;
GOES, M. F., CONCEICAO, E.N., 2005).

Nos cimentos resinosos duais, a polimerizacdo quimica deve ocorrer
independentemente da aplicacdo de luz num tempo médio de 6 minutos, porém as duas
formas de polimerizagao sdo suplementares e independentes. Portanto, a aplica¢ao de luz deve
ser feita imediatamente apos a remog¢ao dos excessos para se conseguir uma maior conversao
de monomeros em polimeros, garantindo um cimento com propriedades fisicas superiores e
minimizando a possibilidade de sensibilidade pulpar (GOMES, O.M.M., CALIXTO, A.L.,
2004; GARBIN, C. A.; MEZZOMO, E.; SILVA, S. B. A., 2006). Esses cimentos duais
atingem resisténcia adesiva relativamente alta nos primeiros dez minutos apos a sua ativagao,
enquanto que os cimentos quimicos requerem cuidados quanto a esfor¢os mastigatorios no
mimino até a primeira hora apds a inser¢do da peca. Entretanto, tanto os cimentos duais como
quimicamente ativado apresentam um aumento significante na resisténcia de unido apos o
periodo de vinte e quatro horas da sua ativacdo, conhecido como “periodo de maturagdao” do
cimento (PRAKKI, A., CARVALHO, R.M. 2001).

Materiais quimicamente ativados s3o apresentados em dois componentes, um
contendo um iniciador, o peréxido de benzoila, e outro contendo um ativador quimico, que
geralmente ¢ uma amina terciaria aromatica. O processo de polimerizacdo ¢ baseado na
reacdo classica de troca de elétrons, no sistema chamado Redox ou sistema peréxido-amina.
Quando as duas pastas sdo misturadas em partes iguais, inicia-se a polimeriza¢do. A amina
terciaria ativa o peroxido de benzoila, que abre as ligagdes duplas de carbono, formando os
radicais livres e, assim, os mondmeros se transformam em polimeros (PHILLIPS, 1998).

Materiais fotoativados sao fornecidos em uma unica pasta, nela estdo contidos um

sistema iniciador que libera os radicais livres, consistindo em uma molécula de fotoinibidor, e
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uma amina ativadora. Quando esses componentes nao sao expostos a luz, eles ndo reagem.
Entretanto, a exposi¢ao de uma luz com um comprimento de onda correto, produz um estado
de excitagdo do fotoinibidor e uma interagdo com a amina para formar os radicais livres que
iniciam a polimerizagdo. O fotoiniciador mais empregado ¢ a canforoquinona, que tem um
intervalo de absorcao entre 400 e 500 nm, que ¢ a zona azul do espectro de luz visivel
(PHILLIPS, 1998).

Materiais de cura dual consistem de duas pastas fotocuradas, uma contendo o peroxido
de benzoila, enquanto a amina tercidria ¢ acrescentada a outra pasta. Quando as duas pastas
sdo misturadas e expostas a luz, ambas as curam ocorrem (PHILLIPS, 1998).

Os cimentos resinosos possuem vantagens, como alta resisténcia, dureza, baixa
solubilidade em fluido oral, adesdo a estrutura dental, redu¢ao da infiltragdo marginal,
potencial de reforcar a estrutura dental remanescente e estética superior. Porém, possuem
desvantagens como sensibilidade técnica, contragdo de polimerizagdo, sensibilidade pulpar,
espessura de pelicula, dificuldade na remocao dos excessos da margem da restauracdo e custo
elevado (KIMPARA, E.T. et al, 2001; MAIA, L.G., VIEIRA, L.C.C., 2003; GOMES,
O.M.M., CALIXTO, A.L., 2004).

2.3 ASSOCIACAO: SISTEMAS ADESIVOS E CIMENTOS RESINOSOS

A maioria dos sistemas adesivos simplificados, dentre os quais estdo alguns adesivos
convencionais (total-etch) de 2 passos e todos os sistemas adesivos autocondicionantes (self-
etch) de passo Unico, ndo sdo compativeis com os cimentos resinosos quimicamente ativados
ou duais. Nesses sistemas, o primer € o bond estdo no mesmo frasco ou sdo misturados e
aplicados de uma s6 vez, formando uma solucdo adesiva acida, com baixo pH. As
incompatibilidades ocorrem por reagdo quimica e por esses adesivos simplificados
comportarem-se como membranas permeaveis apos a polimerizagdo. Ja nos adesivos
convencionais de 3 passos € nos autocondicionantes de 2 passos, o primer € o bond estdo em
frascos distintos e quando aplicados separadamente, o bond, que contém apenas mondmero
hidréfobo, consegue neutralizar a acidez do primer, sendo, portanto, compativel com os
cimentos de ativagdo quimica ou duais.

A interagdo quimica adversa entre os sistemas adesivos simplificados e cimentos
resinosos quimicamente ativados ocorre porque apods a aplicagdo e polimerizagao do adesivo,

a camada superficial ndo polimerizada, pela inibigdo do oxigénio, contém os mondmeros
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acidos que, ao entrarem em contato direto com o cimento, reagem com as aminas terciarias do
cimento. Como a reacao de conversao dos mondmeros em polimeros nesses cimentos € lenta,
pela reacao perdxido/amina, possibilita que a amina terciaria, que possui carater alcalino,
reaja com o mondmero acido ndo-polimerizado do adesivo acido, formando compostos de
amoOnia quaterndria (sais de amina) que ndo estdo mais ativos para provocar a formacgao de
radicais livres. Essa reacdo quimica acido-base consome tais aminas em vez de ativar o
perdxido de benzoila, impedindo-as de atuarem como catalisadoras (ativadoras) da reagdo de
polimerizacao do cimento (SANARES, A.M.E. et al, 2001; TAY, F.R. et al, 2002; CHEONG,
C. et al, 2003). A falha dessa unido ocorre na interface entre o cimento resinoso e o adesivo,
resultando em uma redugdo significante da resisténcia adesiva.

Pfeifer, C. et al (2003) verificaram a compatibilidade dos adesivos Prime & Bond NT,
na versdo presa dual e fotoativada, Scotchbond Multi Purpose Plus, One Step e Single Bond
com os cimentos resinosos RelyX ARC e Enforce, ambos com modo de ativagdo dual e
autopolimerizavel. Os resultados mostraram que a resisténcia adesiva ao cisalhamento foi
maior quando os cimentos testados foram ativados no modo dual em compara¢do com o modo
autoativado. O adesivo Scotchbond Multi Purpose Plus obteve resultados similares quando
associados aos cimentos em ambos os modos de ativagdo. Para os adesivos One Step, Single
Bond e Prime & Bond presa dual, a redu¢do na resisténcia adesiva foi de 33 a 44 % quando
usados cimentos no modo autopolimerizado, enquanto que o adesivo Prime & Bond NT
fotoativado teve reducao de 76 %. Quando os cimentos foram testados no modo dual, One
Step obteve o mais alto valor de resisténcia de unido (8.9MPa) e Scotchbond Multi Purpose
Plus obteve o menor (5.5 MPa). Com os cimentos no modo autoativado, Scotchbond Multi
Purpose Plus mostrou o maior valor (6.9 MPa) e Prime & Bond NT, o menor (1.4 MPa),
devido seu baixo pH (2.7). Os resultados sugerem que a resisténcia de unido pode ser afetada
pela combinagdo entre adesivo e o modo de ativagdo do cimento resinoso. Exceto o
Scotchbond Multi-Purpose Plus, os outros adesivos mostraram significantemente valores mais
baixos quando associados aos cimentos no modo autopolimerizavel. A explicacao para esta
reducdo na resisténcia adesiva € a interacdo quimica adversa entre mondmeros acidos do
adesivo e amina terciaria do cimento de ativagao quimica.

Segundo Sanares, A.M.E. et al 2001, as séries de polimeros crescentes na superficie
do composito podem também atingir uma viscosidade que restringe a difusdo de radicais
livres dentro da zona intermediaria subjacente. Assim, a atenuacdo da concentracdo de
radicais livres ao longo da zona intermediaria resultard em polimerizagdo lenta ou nenhuma

polimerizacdo, dependendo da acidez e da concentracdo dos mondmeros acidos dos adesivos.
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Na auséncia da reagdo redox continua, o oxigénio dentro da zona intermedidria ndo ¢
consumido e pode ser encontrado como bolhas gasosas dentro desta camada. Além disso, o
peroxido de benzoila ndo reagido ¢ instavel e pode ser decomposto em didxido de carbono,
que também se apresenta como bolhas dentro da zona intermediaria. Por outro lado, grandes
vacuos presentes dentro da camada adesiva poderiam ser resultados de ar introduzido no
adesivo durante a aplicagdo ou de falha para remover completamente os solventes dos
adesivos.

Os sistemas de ativagdo quimica tém uma taxa de polimerizagdo muito mais lenta
comparadas com os sistemas ativados por luz, tornando possivel que ocorra a reagao acido-
base entre os mondmeros acidos € a amina terciaria. Nos cimentos fotopolimerizaveis, a
liberacdo de radicais livres ¢ muito mais rapida. Neste caso, a reacdo de polimerizagao
também ¢ muito rapida, consumindo radicais livres e minimizando a ocorréncia da reagao
acido-base acima citada (SANARES, A.M.E. et al, 2001).

Schiltz, M.Y. et al (2000) avaliaram a resisténcia de unido de adesivos fotoativados
com composito autopolimerizavel (SC), fotopolimerizavel (LC) e dual (DC) na dentina. Os
adesivos usados com o composito auto e fotopolimerizavel foram One Step (OS), Prime &
Bond (PB), Single Bond (SB) e OptiBond Solo (OBS), todos adesivos convencionais de
frasco unico (2 passos). Para o compésito dual foram utilizados One Step (OS) e Prime &
Bond (PB). O compdsito autopolimerizavel foi autopolimerizado por 6 minutos. O composito
dual foi autopolimerizado por 10 minutos, 5 minutos ou 1 minuto e fotoativado por 40
segundos depois de 5 minutos e 1 minuto. Todos os espécimes, apos a polimerizagdo, foram
armazenados por 2 horas em agua e a resisténcia ao cisalhamento foi mensurada por teste
universal (MPa). Obtiveram os seguintes resultados: para o compdsito fotopolimerizavel: OS
(23,60 MPa), PB (18,54 MPa), SB (23,80 MPa) e OBS (21,15 MPa). Para o composito
autopolimerizavel: OS (25,67 MPa), PB (1,96 MPa), SB (13,24 MPa) e OBS (4,28 MPa).
Para o compdsito dual, quando autopolimerizado por 10 minutos: OS (13,31 MPa) e PB (sem
adesdo); autopolimerizado por 5 minutos e fotoativado por 40 segundos: OS (20,93 MPa) e
PB (20,40 MPa); autopolimerizado por 1 minuto e fotoativado por 40 segundos: OS (20,25
MPa) e PB (22,59 MPa). Concluiram que quando o composito fotoativado foi substituido pelo
compdsito autopolimerizavel, a resisténcia de unido diminuiu drasticamente com PB e OBS,
diminuiu pouco com SB e ndo diminuiu com OS. Com o composito dual, a fotoativagdo
melhorou muito o desempenho dos adesivos.

O pH dos adesivos esta diretamente relacionado a concentracdo dos mondmeros

acidos na solucdo, assim como o tipo de mondmero empregado para cada sistema adesivo.
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Assim, quanto maior a acidez do adesivo, maior a redugdo da resisténcia da unido entre o
cimento resinoso ¢ o adesivo (SANARES, A.M.E. et al, 2001; CARRACHO, H.G. et al,
2005). Segundo Franco, E.B. et al (2005), o pH dos sistemas adesivos influencia na
polimerizagdo e na resisténcia adesiva de materiais resinosos quimicamente ativados. Os
sistemas adesivos simplificados, com valores de pH mais baixos, mostram graus distintos de
incompatibilidade com a resina quimicamente ativada, quando comparados aos sistemas
adesivos convencionais de 3 passos.

Franco, E.B. et al (2005) estudaram a influéncia do pH dos sistemas adesivos (Prime
& Bond 2.1, Scothbond Multi Purpose e Single Bond) na polimerizacdo de resina
quimicamente ativada. Verificaram que os sistemas com pHs mais baixos (Prime & Bond 2.1
e Single Bond) apresentaram as menores médias de resisténcia a tragdo e graus distintos de
incompatibilidade quando comparados aos sistemas adesivos convencionais. Concluiram que
o pH dos sistemas adesivos influencia na polimerizacao e na resisténcia adesiva de materiais
resinosos quimicamente ativados.

No trabalho de Sanares, A.M.E. et al (2001) foi evidenciada a incompatibilidade
existente entre as resinas compostas quimicamente ativadas e os adesivos convencionais
simplificados com pH acido. Os resultados da resisténcia adesiva a microtragao (MPa) com o
uso de resina fotoativada e resina autoativada e os valores de pH de diferentes sistemas
adesivos simplificados foram respectivamente os seguintes: Prime & Bond NT (58,8 / 5,4 /
pH 2,68), Optibond (58,1 / 9,6 / pH 2,81), Single Bond (60,7 / 12,3 / pH 3,60) e One Step
(60,6 / 33,0 / pH 4,6). De acordo com os resultados, houve uma reducdo drastica na
resisténcia adesiva quando a resina fotoativada foi substituida pela resina de polimerizacao
quimica. A maior discrepancia ocorreu com o adesivo Prime & Bond NT, com menor pH, que
teve uma redugdo da resisténcia de unido de mais de 90 % quando utilizado com resina de
ativacdo quimica. A forte relagdo entre o baixo pH dos adesivos e a reducdo da resisténcia
adesiva sugere que as interacdes de superficie sdo provavelmente relatadas como uma
incompatibilidade entre os componentes iniciadores (ativadores) dos mondmeros acidos nao
polimerizados da camada superficial do adesivo (inibida pelo oxigénio) e os componentes
ativadores (amina terciaria) dos compositos ativados quimicamente.

Além da incompatibilidade quimica, os sistemas adesivos simplificados,
principalmente os autocondicionantes de passo unico, permitem a passagem de fluidos e se
comportam como membranas permedveis apOs a polimerizacdo quando aplicados sobre
dentina hidratada. Durante o periodo em que o cimento resinoso de ativagdo quimica fica em

contato com o adesivo, devido a longa fase pré-gel, existe grande quantidade de ions ndo
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reagidos que se encontram localizados na interface do adesivo/cimento e no proprio adesivo.
Esse aumento da concentracdo idnica deixa o meio hipertonico em relacdo a dentina
subjacente e, por diferencas no gradiente osmético, induz a movimentacao de dgua da dentina
em dire¢ao a interface adesiva. A agua se difunde através do adesivo, cria caminhos de
filtracdo e acumula-se na interface adesivo/cimento formando bolhas que se degradam ao
longo do tempo e acabam por comprometer a unido entre ambos (TAY, F.R., PASHLEY,
D.M., PETERS, M.C., 2003; TAY, F.R. et al 2003a; GREGOIRE, G. et al, 2003;
CARVALHO, R.M. et al, 2004; CHERSONI, S. et al, 2004). Os sitios hidrofilicos e as vias
de circulacdo de dgua apresentam ramificagcoes semelhantes aos galhos de uma arvore, por
isso, esse fendmeno ¢ denominado de “water-treeing” (GARCIA, F.C.P. et al, 2003; TAY,
F.R., PASHLEY, D.H., 2003).

Gregoire, G. et al (2003) verificaram a permeabilidade dentinaria utilizando sistemas
adesivos self-etching (2 passos € passo unico) e total-etching (one-bottle). Para isso,
utilizaram os sistemas adesivos autocondicionantes: Clearfil SE Bond (2 passos) e Prompt L-
Pop (1 passo) e os sistemas adesivos convencionais: Optibond Solo Plus, Excite, Prime &
Bond NT e Single Bond. Os resultados mostraram que a maior reducao significante (40%,
p<0.05) na penetracdo de solucdo salina fisioldgica foi observada com os 4 produtos com
condicionamento convencional: Optibond Solo Plus, Single Bond, Excite ¢ Prime & Bond
NT. Os produtos self-etching foram associados com redugdo de 36 % (Clearfil SE Bond) e
16% (Prompt L Pop). O desvio padrao foi elevado, 50% dos valores significativos, exceto
para o grupo Single Bond (-42 +£13) e Prime & Bond NT (-41 £14). Concluiram, dentro das
limitacdes deste estudo, que os 4 sistemas adesivos testados com condicionamento acido
prévio forneceram uma grande diminui¢do da permeabilidade dentinaria do que os 2 sistemas
self-etching. A diferenca na diminuicao da permeabilidade foi significante para Prompt L-Pop
(passo Unico), mas nao para Clearfil SE Bond (2 passos), que apresentou resultados nao
significativamente diferente dos obtidos com o sistema convencional de 2 passos. Portanto, o
sistema adesivo autocondicionante de passo Unico Prompt L-Pop apresenta a maior
permeabilidade em relacdo aos demais sistemas adesivos testados.

Menezes, M.J.L (2005) avaliou a resisténcia a tracao (TR) de sistemas adesivos
fotoativados, de presa dual e autopolimerizavel indicados para cimentagdo de restauragdes
indiretas em compo6sito no substrato dentinario. Foram usados os adesivos Single Bond/3M-
ESPE (SB) e Scotchbond Multipurpose Plus/3M-ESPE (SBMP) em associagdo com o
cimento resinoso Rely X/3M-ESPE (RX), o adesivo Prime & Bond NT/Dentsply (PB) sem e

com Self-Cure Activator/Dentsply (PBA) associado ao cimento resinoso Enforce/Dentsply
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(EN) e os adesivos autocondicionantes Clearfil SE Bond/Kuraray (CSB) e ED Primer/Kuraray
(ED) em associagdo com o cimento resinoso Panavia F/Kuraray (PF). Apods a aplicagdo dos
sistemas adesivos de acordo com as recomendacoes dos fabricantes, foram fixados discos de
compdsito Clearfil APX (Kuraray) com os respectivos cimentos resinosos. Os dentes foram
divididos em seis grupos experimentais de acordo com os sistemas decimentagdo:
Grupo 1: SB + RX; Grupo 2: SBMP + RX; Grupo 3: PB + EN; Grupo 4: PBA + EN;
Grupo 5: CSB + PF e Grupo 6: ED + PF. Os grupos tiveram os adesivos fotoativados
previamente (1, 3, 5) e apos a cimentagdo por 40 segundos. Nos grupos 2, 4 ¢ 6 foram
utilizados os adesivos duais e o autopolimerizavel sem fotoativacao inicial e todo sistema
fotoativado por 40 segundos apenas apos a fixagdo. Os resultados obtidos foram expressos em
MPa e submetidos a Analise de Variancia e ao Teste de Tukey (5%). Os valores médios de
TR (MPa) foram os seguintes: Grupo 1: 26,74 + 7,44; Grupo 2: 32,89 + 6,16; Grupo 3: 26,11
+ 4,48; Grupo 4: 25,30 + 6,42; Grupo 5: 16,82 £ 5,52 ¢ Grupo 6: 11,20 £ 6,79. Concluiu que
o grupo 2 apresentou maior TR do que os adesivos convencionais (grupo 1, 3 e 4) e do que os
grupos 5 e 6, os quais utilizaram adesivos autocondicionantes. Na comparacao entre sistemas
adesivos de mesmo fabricante ¢ com o mesmo agente de fixagcdo resinoso, nao houve
diferencasignificativa entre eles, exceto para os materiais do fabricante Dentsply, que
obtiveram valores semelhantes de resisténcia adesiva.

Cogos, C. et al (2007) compararam a resisténcia adesiva de dois cimentos resinosos
duais (RelyX ARC e Perma Cem) com trés agentes adesivos, sendo dois total-etch de 2
passos (Single Bond e Bond-1) e um self-etch de 2 passos (Clearfil SE Bond) em dentina
radicular. Os espécimes foram tratados com EDTA 15% ou &cido fosforico a 37% para
remover a smear layer, exceto para os grupos onde o adesivo self-etch foi usado. As
superficies tratadas foram unidas ao Single Bond e Bond-1 e com os dois cimentos resinosos.
Os adesivos self-etch foram unidos aos dois cimentos. Obtiveram os seguintes resultados com
o teste de cisalhamento: para os grupos tratados com adesivos convencionais ndo houve
diferenca estatisticamente significante entre eles. A resisténcia adesiva dos grupos tratados
com adesivos self-etch nao diferiram significativamente entre si, mas foram
significativamente maiores do que os grupos tratados com adesivos total-etch de 2 passos.
Concluiu que o EDTA pode ser usado como uma alternativa para o acido fosférico na unido
com o0s cimentos resinosos. A resisténcia adesiva do adesivo self-etch (Cleartil SE Bond) de 2
passos em associacdo com os cimentos resinosos foram maiores do que com os adesivos fotal-
etch (Single Bond e Bond-1) de frasco unico. A resisténcia adesiva dos dois cimentos

resinosos (RelyX ARC e Perma Cem) nao foi significativamente diferente.
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A incompatibilidade quimica gerada entre o adesivo simplificado e o cimento de
polimerizacdo quimica e dual favorece ainda mais o diferencial osmoético € mais agua €
atraida, formando-se bolhas ao longo da interface cimento/adesivo (CARVALHO, R.M.,
2004). Esse movimento diferencial da dgua através da camada adesiva pode ocorrer na
presenca de um aumento na concentragdo de ions inorganicos dissolvidos, monomeros
hidrofilos ou componentes de coldgeno dissolvidos dentro da camada de inibi¢do de oxigénio
do adesivo. Essa diferenca de concentracdo estabelece um gradiente de pressao osmdtica,
causando movimento de 4gua da regido de baixa concentragdo de soluto (nos tibulos
dentinarios da dentina hidratada) para regido de alta concentragdao de soluto (na interface
adesivo-compdsito). Isso pode resultar em empolamento osmotico de goticulas de agua
microscopica através do adesivo polimerizado (TAY, F.R., PASHLEY, D.H., PETERS, M.C.,
2003). Por esse motivo, os aspectos relacionados com a permeabilidade dos adesivos sdo mais
significantes para a estabilidade das interfaces do que as reagdes adversas entre eles
(CARVALHO, R.M., 2004).

O estudo de Cheong, C. et al (2003), comparou a resisténcia adesiva a microtragdo de
dois sistemas self-etch de 2 passos (Clearfil SE Bond e Tyrian SPE/One Step Plus) com dois
sistemas self-etch de 1 passo (Xeno III e Brush&Bond) na unido com compdsitos de presa
dual. A penetragdao de prata nos quatro adesivos unidos a compositos de presa foto e quimica
foi examinada usando MET (Microscopio Eletronico de Transmissdo). Diferengas
significativas na resisténcia adesiva entre diferentes modos de presa foram vistas apenas em
adesivos de 1 passo. Para adesivos de self-etch de 1 passo unidos a compdsitos de cura
quimica, MET revelou sinais de compositos ndo unidos ao longo da interface adesivo-
composito, o qual pode ser atribuido a interacdo quimica adversa entre adesivo acido € o
composito. Em adigdo, “water trees” que representam canais de permeabilidade aumentada
com a polimerizacdo da camada de adesivo foram também observadas em adesivos de 1
passo. Ambos os aspectos foram ausentes ao longo da interface resina-dentina quando
compositos de presa quimica foram unidos a adesivos self-etch de 2 passos. Concluiram que
os adesivos self-etch de 1 passo examinados neste estudo ndo sdo compativeis com
compositos de cura quimica ou dual. A reagcdo adversa acido-base e o aumento da
permeabilidade desses adesivos tornaram-se significantes quando a unido ¢ em dentina
hidratada. Contrariamente, adesivos self-etch de 2 passos investigados, utilizam uma camada
de resina intermediaria mais espessa, menos hidrofilica e menos 4cida que impede a reagdo
adversaacido-base e reduz a permeabilidade das interfaces resina-dentina, podendo ser

usados em compdsitos de cura quimica ou dual.



29

A reacdo adversa entreos sistemas adesivos simplificados e os cimentos
autopolimerizaveis ndo deveria ser observada quando utilizados cimentos resinosos
fotoativados, pois a polimerizacdo imediata desses cimentos com a luz impede que suas
aminas terciarias reajam com o adesivo. Entretanto, se os cimentos fotoativados forem
aplicados sobre adesivos acidos do tipo “all-in-one” e sua polimerizagdo for retardada, ou
seja, contato prolongado por mais de dez minutos antes da fotopolimerizagdo, a reagdo das
aminas do cimento com os acidos do adesivo pode ser observado (TAY, F.R. et al, 2001). O
significante comprometimento da ades@o na interface cimento/adesivo nao ¢ resultante apenas
da reacao entre o adesivo acido e as aminas terciarias do cimento. Além disso, as aminas
tercidrias das resinas fotoativadas sdo menos alcalinas, reduzindo a possibilidade de uma
reacdo imediata com o adesivo acido. O contato prolongado desse adesivo com o cimento nao
fotopolimerizado produz uma reacdo local com intensa liberacdo de ions. Isso deixa a
interface adesivo/cimento hipertdnica, atraindo agua da dentina subjacente até o adesivo
devido a permeabilidade dos adesivos simplificados “all-in-one”. A incompatibilidade devido
a permeabilidade do adesivo sé ocorre se houver presenga de dgua no lado do substrato
dental, permitindo que a agua passe do substrato para a zona intermedidria entre a resina € o
adesivo. Esse efeito depende da capacidade de difusdo da agua através do adesivo, da
condi¢cdo de hidratagdo da dentina subjacente e do tempo de contato do cimento com o
adesivo acido antes da fotoativacdo (GARCIA, F.C.P. et al, 2003). Essa situacdo clinica de
retardo na polimerizagdo pode ocorrer quando o clinico consome muito tempo esculpindo a
resina antes de fotopolimeriza-la, quando se usa a técnica de polimerizagdo por pulso e na
cimentacao de pecas indiretas e pinos intra-radiculares com cimentos de polimerizagao dual
(na por¢do quimica, pela reacdo lenta de polimerizagdo e na porgao foto, pelo retardo da
ativagdo por necessidade de remocdo de excessos e ajustes prévios a fotoativagao)
(MESQUITA, 1., 2002).

Tay, F.R. et al (2002) testaram a hipotese de que a resisténcia a microtracdo dos
adesivos de passo Unico testados sdo afetados desfavoravelmente pela ativagdo retardada de
compositos fotoativados, e que tal fendmeno ocorre na presenga de agua do substrato na
interface de unido. No experiemento I, adesivo controle de 3 passos (All Bond 2) e seis
adesivos de 1 passo (One Step Bond F; Etch & Prime 3.0; Xeno CF Bond; AQ Bond;
Reactmer Bond; Prompt L-Pop) foram unidos em dentina hidratada. O composito foi deixado
no escuro por 20 minutos e depois fotopolimerizado. No experimento II, trés adesivos de 1
passo (Etch& Prime 3.0; Xeno CF Bond e AQ Bond) foram unidos em dentina desidratada

usando a fotoativagdo retardada. Os espécimes foram seccionados para avaliar a resisténcia a
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microtracdo e analisadas usando MET e MEV (Microscopio Eletronico de Varredura).
Observou-se que em dentina hidratada, a fotoativagao retardada ndo teve efeito sobre os
adesivos controles de 3 passos (p<0.05). Estes efeitos adversos de fotoativagao retardada ndo
foram observados nos 3 adesivos de 1 passo em dentina desidratada. Manifestagdes
morfoldgicas de fotoativagdo retardada dos compoésitos em dentina hidratada foram
exclusivamente localizadas ao longo da interface composito-adesivo. Concluiram que a
polimerizacdo da camada de adesivo nos adesivos de passo unico pode comportar-se como
membranas semi-permeaveis que permite a difusdo de dgua da dentina hidratada para a zona
entre o adesivo e o compdsito nao ativado. Canais de agua ao longo da superficie da camada
de adesivo provavelmente ocorrem pelo comprometimento da unido nos adesivos de passo
unico depois da ativagao retardada de compositos fotoativados.

Tay, F.R. et al (2004) testaram a hipotese de que a resisténcia a microtragdo dos
adesivos self-etch de passo tnico em dentina hidratada ¢ adversamente afetada pelo retardo da
fotopolimerizagdo dos compositos fotoativados e pelo uso de compositos de presa quimica.
Os compositos de presa dual foram ativados de trés maneiras: polimerizagao por luz, quimica
e fotoativacao retardada (apds 20 minutos), em dentina hidratada e desidratada. Verificou-se
que, para todos os adesivos, a resisténcia adesiva em dentina hidratada diminuiu
significativamente quando os compositos foram ativados quimicamente e fotoativados com
retardo da polimerizagdo em compara¢ao com o modo fotopolimerizado. Considerando-se que
a interface adesivo-camada hibrida estava intacta, bolhas de dgua que se desenvolveram ao
longo da interface adesivo-composito foram responsaveis pela diminuig¢do na resisténcia de
unido, verificando a incompatibilidade devido a permeabilidade dos adesivos simplificados
acidos. Quando a unido foi em dentina desidratada, o retardo da polimerizagdo e aativagao
quimica ndo resultaram em comprometimento da resisténcia adesiva.

Segundo Tay, F.R. et al (2003a), ha dois tipos anormais de depdsito de prata que
indicam as incompatibilidades entre adesivos e compoésitos. O primeiro ¢ uma continua
camada de prata ao longo da superficie fraturada da camada de adesivo nao polimerizado pela
inibi¢do do oxigénio, indicando a interagdo quimica adversa entre monomeros acidos do
adesivo simplificado e a amina tercidria do compdsito quimicamente ativado ou dual, na
auséncia de um co-iniciador quimico. O segundo tipo sdo bolhas de 4gua ao longo da juncao
composito-adesivo, mostrando a permeabilidade do adesivo quando usado em dentina
hidratada, tanto para compdsitos ativados quimicamente ou dual quanto para compositos

fotoativados com polimerizacao retardada (ap6s 10 minutos). Essas bolhas representam gotas
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de dgua que se formaram no compdsito hidrofébico devido ao longo contato do adesivo com o
composito antes da polimerizagao.

O estudo de Tay, F.R. e Pashley, D.H. (2003) testou a hipotese de que os canais de
agua estdo presentes ao longo da interface adesivo-dentina, os quais foram evidenciados por
MET. Foram utilizados adesivos fotal-etch (Single Bond, Excite e PQ1) e adesivos self-etch
(Prompt L-Pop e Reactmer Bond) e uma resina de polimerizacdo quimica. Ficaram imersos
em nitrato de prata amoniacal por 24 horas. Todos os adesivos exibiram nanoinfiltragao no
interior da camada hibrida. O nitrato de prata acumulou-se no topo da camada de adesivo, na
regido hipertonica entre a resina e o adesivo acido, formando bolhas. No interior da camada
de adesivo observou-se a formacdo de “watertrees” que representam as vias de
permeabilidade da agua. Alguns pontos hidrofilicos foram vistos na camada hibrida e no
adesivo.

Diferentes tipos de co-iniciadores (ativadores) quimicos tém sido introduzidos para
superar o problema da incompatibilidade entre adesivos acidos e compositos ou cimentos
autopolimerizéaveis ou duais. Esse sistema catalisador redox ternario consiste na adi¢do de
acido sulfinico ou seus sais (sodium salts of aromatic sulphinic acid) ao sistema peroxido-
amina existente (SANARES, A.M.E. et al, 2001; CHEONG, C. et al, 2003; TAY, F.R. et al,
2003a). Varios adesivos de frasco unico agora incluem frascos separados de catalisador dual,
como Prime & Bond NT Dual Cure (Dentsply), Excite DSC (Vivadent), OptiBond Solo Plus
Dual Cure (Kerr), que sao misturados com os adesivos e aplicados na dentina condicionada
(TAY, F.R. et al, 2003a). Também foi introduzido no mercado um catalisador quimico
universal BondLink (Den-Mat) para melhorar a unido com os compositos quimicamente
ativados (TAY, F.R. et al, 2003a). Eles provavelmente funcionam reabastecendo os radicais
livres que foram consumidos pela amina terciaria do compoésito quimicamente ativado pela
reagdo com os monomeros acidos ndo polimerizados do adesivo inibidos pela camada de
oxigénio (CHEONG, C. etal, 2003). Esses sistemas catalisadores alternativos ajudam a
melhorar a polimerizagao dos adesivos fotoativados na presenca de alta concentragdo de
mondmeros resinosos acidos (TAY, F.R. et al, 2003a).

O estudo de Tay, F.R. et al (2003b) testou a hipotese de que a unido do adesivo total-
etch de frasco unico (OptiBond Solo Plus) com compésitos autopolimerizaveis ou duais é
comprometida pela permeabilidade do adesivo, igualmente com o uso adjunto de ativadores
quimicos (um contendo resina e outro livre de resina). Foram investigados duas versdes de
ativadores quimicos: um contendo resina (Optibond Solo Plus Activador) e outro livre de

resina (solution of 2% benzene sulphinic acid sodium salt in ethanol). Utilizou-se composito
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dual (Bis-Core) e a unido foi em dentina hidratada e desidratada. A polimerizac¢ao foi por luz
visivel e por reagdo quimica. Concluiram que a unido dos compositos depois do contato
prolongado com o adesivo testado em dentina hidratada ¢ afetada pela permeabilidade
intrinseca do adesivo. O uso adjunto do ativador melhora levemente a unido deste adesivo
com compositos duais ou autopolimerizaveis. Embora o uso do ativador livre de resina
elimina a interacdo quimica adversa, a permeabilidade do adesivo impede a 6tima unido dos
compositos duais ou autopolimerizaveis em dentina hidratada.

Carracho, H.G. et al (2005) avaliaram a resisténcia de unido de adesivos simplificados
total- etch de 2 passos (Single Bond, One Step Plus), self-etch de 2 passos (Clearfil SE Bond,
AdheSE) e self-etch de passo unico (Adper Prompt L-Pop) unidos a um cimento resinoso
quimicamente ativado C&B Cement (Bisco). Além disso, foi avaliado o efeito de um
catalisador universal BondLink (Den-Mat) sobre esses adesivos e a influéncia do pH dos
adesivos na resisténcia de unido com o cimento resinoso. Os valores médios de resisténcia de
unido (MPa) para cada adesivo, sem e com a aplicacdo do BondLink, e o valor do pH de cada
adesivo foram os seguintes, respectivamente: Scotchbond Multi Uso (111,17, pH 5); Single
Bond (103,49 e 74,66 / pH 4,3); One Step Plus (105,94 ¢ 72,88 / pH 4,3); Clearfil SE Bond
(106,27 e 39,82 / pH 3,5); AdheSE (101,27 ¢ 59,38 / pH 5); Adper Prompt L-Pop (17,16 e
46,47 / pH 1). Concluiram que houve incompatibilidade somente entre o adesivo Adper
Prompt L-Pop e o cimento, uma vez que os demais nao diferiram do grupo controle (Scotch
Bond Multipurpose). O catalisador BondLink foi eficiente apenas para o adesivo Adper
Prompt L-Pop, cujos valores foram estatisticamente superiores. Houve associagdo direta entre
o valor do pH dos adesivos e os valores de resisténcia de unido com o cimento resinoso
quimicamente ativado.

Suh, B.I. et al (2003) examinaram a polimerizagdo de uma resina experimental nas
versdes foto e quimicamente ativada com diferentes tipos de mondmeros resinosos acidos e
em diferentes concentragdes com o uso de um scanner diferencial de calorimetria, além do
uso de um catalisador quimico para a resina quimicamente ativada. Foram usados monomeros
resinosos acidos do grupo funcional carboxilico (DSDM e MAA) ou fosforico (MP e 2MP) na
concentracdo de 10%. Diferentes concentragdes do monomero mais acido 2MP (10% a 50%
para resina foto e 2 a 4 % para resina quimica) também foram usadas para verificar a
contribuicao deles na redugdo da extensao e do padrao de polimeriza¢ao dessas resinas. O
efeito do catalisador quimico (sodium benzene sulphinate) na polimerizacdo de resinas
quimicamente ativadas com 10 % de 2MP também foi investigado. Verificou-se que na

concentracdo de 10%, todos os mondmeros acidos tiveram um efeito limite na polimerizagado
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de resinas foto. Nas resinas ativadas quimicamente, na concentracdo de 10%, o grupo
funcional fosforico foi mais agressivo (polimerizagdao inibida) do que o carboxilico
(polimerizacao reduzida). Substancial redu¢do no padrdo e extensdo de polimerizacdo da
resina foto ocorreu somente na presenca de altas concentragdes (30 a 50%) de 2MP. A
polimerizac¢do foi comprometida com a resina quimicamente ativada na concentragdes de 2 a
3% de 2MP, com polimerizacdo completamente inibida a 4%. A adicdo do catalisador
quimico na resina quimicamente ativada com 2MP melhorou a polimerizagdo, mas o padrao e
a extensdo de polimerizagdo foram ainda inferiores do que ao da resina quimica sem 2MP.
Concluiram que, como a permeabilidade adesiva foi excluida com o uso de resina livre de
umidade, a desativacdo da amina tercidria da resina quimicamente ativada pelos monomeros
resinosos acidos ja em baixas concentragdes foi responsavel pela incompatibilidade entre
adesivos simplificados e compositos quimicamente ativados. A polimerizagao de resina foto ¢
apenas afetada por altas concentragdes de mondmeros resinosos acidos 2MP (30% a 40%).

O trabalho de Tay, F.R. et al (2003a) verificou se a interacdo quimica adversa e a
permeabilidade do adesivo eram responsaveis pela incompatibilidade entre adesivos self-etch
de passo unico com compodsitos de presa quimica e dual. Foi utilizado adesvo
autocondicionante de passo unico (Xeno CF Bond) com compésito hibrido dual (Bis-Core)
em dentina hidratada (H) e desidratada (DH). O composito foi ativado nos modos fotoativado
(L), fotoativacdo retardada (DL) (ap6s 20 minutos) e ativagdo quimica (C). Um ativador
quimico BondLink (B) foi também aplicado para a cura do adesivo antes da unido com o
composito no modo de cura quimico. Isto resultou em sete grupos experimentais: 1) L-H
(control); 2) DL-H; 3) DL-DH; 4) C-H; 5) C-DH; 6) C-B-H; e 7) C-B-DH. Os resultados da
resisténcia adesiva a microtracdo (MPa) avaliados em MET foram os seguintes: 1) + 40; 2) +
11; 3)+35;4)+5;5)+ 14; 6) + 27; 7) £ 39. A resisténcia adesiva diminuiu substancialmente
quando a polimerizacdo foi retardada em dentina hidratada, mas ndo em dentina desidratada.
No modo de ativagdo quimica, a resisténcia adesiva foi menor em dentina hidratada e
aumentou levemente em dentina desidratada. O uso de ativador quimico com o adesivo
favoreceu uma melhora na resisténcia de unido em dentina hidratada e em dentina desidratada
nao foi significativamente diferente do controle L-H no modo fotoativado. Bolhas de agua
foram observadas quando o composito dual foi ativado quimicamente e fotopolimerizado com
retardo em dentina hidratada. Foi concluido que a interagdo quimica adversa entre os
componentes catalisadores dos compositos quimicamente ativados e o adesivo
autocondicionante de passo unico testado foi a maior causa da redugdo da resisténcia adesiva,

enquanto que a permeabilidade do adesivo foi a menor causa dessa redu¢do. A combinacao
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desses dois fatores foi responsavel pela redugdo substancial na resisténcia de unido quando
compositos de cura quimica ou dual foram unidos a dentina hidratada.

Franco, E.B. et al (2002) avaliaram a compatibilidade de unido entre diferentes tipos
de adesivos com cimento resinoso de presa dual. Os adesivos testados foram o Prime & Bond
(PB), sem e com ativador Self Cure (SC), e o Scotchbond Multi Purpose (SB) com o cimento
resinoso dual Enforce (EF), este foi ativado por luz ou apenas quimicamente. Seis grupos
foram testados e os valores médio de resisténcia a tracao (MPa) obtidos em cada grupo foram
os seguintes: Gl: EF/PB/EF fotoativado (1,4); G2: EF/SB/EF fotoativado (1,3);
G3: EF/PB+SC/EF fotoativado (1,2); G4: EF/PB+SC/EF quimicamente ativado (0,8);
G5: EF/EF fotoativado (1,2); G6: EF/EF quimicamente ativado (0,7). Verificaram que ndo ha
incompatibilidade entre os adesivos testados e o cimento resinoso dual. Porém, os menores
valores de resisténcia adesiva ocorreram na auséncia de fotoativacgao.

A utilizagcdo de sistemas adesivos convencionais de 3 passos ou adesivos
autocondicionantes de 2 passos seria recomendado quando utilizados com cimento resinoso
dual ou quimicamente ativado (CARVALHO, R.M. et al, 2005a; GARBIN, C. A,
MEZZOMO, E., SILVA, S. B. A., 2006). Outra proposta ¢ a aplicacdo de uma segunda
camada de adesivo contendo apenas mondmero hidréfobo (CARVALHO, R.M. et al, 2005b;
GOES, M. F., CONCEICAO, E.N., 2005; GARBIN, C. A., MEZZOMO, E., SILVA, S. B. A.,
2006). Esse procedimento evita o contato direto dos mondmeros acidos dos adesivos
convencionais contidos em frasco unico e nos autocondicionantes de passo Gnico com o
cimento resinoso. Dessa forma, permite o desenvolvimento da reagdo quimica por
autopolimeriza¢do do cimento, além de formar uma camada de adesivo mais espessa € menos
permeavel (GARBIN, C. A., MEZZOMO, E., SILVA, S. B. A., 2000).

Carvalho, R.M. et al (2004) examinaram os efeitos de uma técnica adesiva
experimental para reduzir a permeabilidade da camada adesiva na unido cimento
resinoso/dentina na cimentagao de inlays. O preparo da dentina foi feito de acordo com as
instrucdes do fabricante, onde foram usados os cimentos duais Panavia F (Kuraray) ou Bistite
IT DC (Tokuyama) com seus respectivos adesivos self-etch de 1 passo e self-etch de 2 passos.
Foi testada a aplicacdo de uma camada adicional de adesivo resinoso de baixa viscosidade
(Scotchbond Multi-Purpose Plus, 3M ESPE) sobre os primers dentindrios. Os espécimes
foram imersos em nitrato de prata e os resultados foram avaliados em MET. O cimento
Panavia F obteve resisténcia adesiva significativamente menor que o Bistite II DC, quando
seguida as recomendagdes do fabricante. A aplicacdo de uma camada adicional de adesivo

resinoso de baixa viscosidade melhorou muito a resisténcia de unido do Panavia F, mas ndo
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do Bistite II DC. Essa camada de resina hidréfoba diminuiu a quantidade de prata em ambos
adesivos, sugerindo que a reducao da permeabilidade dos adesivos resultou em melhora na

uniao dos cimentos resinosos a dentina.
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3 CONCLUSOES

Em face o exposto nesta revisdo de literatura, pode-se concluir que os sistemas
adesivos autocondicionantes de passo Uinico ndo sdo compativeis com os cimentos resinosos
ou resinas de polimeriza¢do quimica e dual. J4 os sistemas adesivos convencionais de frasco
unico apresentam variados graus de compatibilidades. Também ha incompatibilidade de unido
quando os adesivos simplificados estdo associados a cimentos ou resinas fotopolimerizaveis, e
a polimerizagao desses for retardada, ou seja, apds dez minutos da aplicagdo do cimento ou da
resina.

O uso de catalisadores quimicos melhora a resisténcia de unido para os adesivos
autocondicionantes de passo Unico, visto que ele elimina a interagdo quimica adversa entre os
mondmeros acidos do adesivo e a amina terciaria do cimento resinoso quimicamente ativado e
dual. Porém, a permeabilidade do adesivo impede a 6tima unido dos compositos duais ou
autopolimerizéveis em dentina hidratada.

A utilizagdo de sistemas adesivos convencionais de 3 passos ou adesivos
autocondicionantes de 2 passos seria recomendado quando utilizados com cimento resinoso
quimicamente ativado ou dual. Outra proposta ¢ a aplicagdo de uma segunda camadade
adesivo contendo apenas mondmero hidrofobo. E ainda, quando utilizar cimentos resinosos
ou resinas fotopolimerizaveis, evitar a espera prolongada entre a aplicacdo do cimento ou

resina e sua fotoativagao.
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